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◤演講活動                                             2011／03／04 

中華民國美術設計協會主辦 4 月 8 日、5 月 7 日、6 月 4 日 

三場專業新知參訪與應用開講  歡迎報名參加 

專業新知印製參訪 
為協助本會會員及設計界朋友增進對設計相關之專業印刷認知應用，特規劃辦理三場專業新

知印製工廠參訪與應用開講，歡迎踴躍報名參加。 

■第一場／UV印刷及 3D光柵膠片印製之設計應用 

● UV 印刷印製概要及適印之特殊材質應用表現。 

● 3D 光柵膠片印製之各種特殊視效表現及材質選用。 

● 由山水印刷公司致贈每位參訪者一份各種印製成品樣例及針對相關原稿製作、印製費用預

估等互動詢答座談。 

日期：2011 年 4 月 8 日星期五‧下午 14：00～16：30(13：30 開始報到、14：00 互動座談、15

：30 參觀製程)。 

地點：山水彩色印刷公司(新北市中和區連城路 222 巷 1 號，電話 02-55908818 吳文和廠長)。 

■第二場／雷射全像及防偽圖紋印製之設計應用 

● 雷射全像印製概要及其在商品行銷之防偽應用表現。 

● 雷射全像印製之各種特殊視效表現及材質選用。 

● 由淩雲科技公司致贈每位參訪者一份各種印製成品樣例及針對相關原稿製作、印製費用預

估等互動詢答座談。 

日期：2011 年 5 月 7 日星期六‧下午 13：30～17：00(13：30 台中報到、14：30 淩雲座談、15

：30 參觀製程)。 

地點：淩雲科技公司(彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段 149 巷 200 號，電話 04-8655805 黃仁俊

總經理)。 

註：(1)主辦單位備有從台中市福科路→台中高鐵站→淩雲科技公司往返專車接駁服務。 

(2)參訪者亦可自行開車於 14：30 前至淩雲科技公司報到會合座談及參觀。 

■第三場／特種上光及局部雷射轉印之設計應用 

● 基本上光製作概要及各種貼合式上光之應用表現。 

● 局部上光製作概要及各種特殊印墨上光之應用表現。 

● 由晶有公司、晶彩公司致贈每位參訪者一份各種印製成品樣例及針對相關原稿製作、印製

費用預估等互動詢答座談。 
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日期：2011 年 6 月 4 日星期六‧下午 14：00～17：00(13：30 開始報到，14：00 互動座談、16

：00 參觀製程)。 

地點：晶有公司、晶彩公司(首站報到：新北市中和區建一路 83 號，電話 02-22252291 邱顯良

董事長)。 

報名專線：中華民國美術設計協會  楊景玉秘書 

Tel：02-82628822  Fax：02-82628833  E-mail：ga.ga2001@msa.hinet.net 

報名費用：中華民國美術設計協會會員免費參加，非會員每位每場次 800 元(每場次限額 20 名

／請儘早報名) 

附註說明：欲參訪者可三場次同時報名或單選場次報名，主辦單位會於參訪前另行聯絡確認與

通知報到相關事宜。 

                                                                                  

 

 專業新知印製參訪   報名表 Fax：02-82628833 E-mail：ga.ga2001@msa.hinet.net 

姓    名                             中華民國美術設計協會會員免費參加。     非會員繳費參加。 

服務單位 職稱： 

電    話 手機：                傳真： 

E - m a i l  

↓預定報名參訪場次(請“ ○ ”選註記) 

     第一場／UV 印刷及 3D 光柵膠片印製之設計應用(4 月 8 日星期五下午 14：00～16：30)。 

     第二場／雷射全像及防偽圖紋印製之設計應用(5 月 7 日星期六下午 13：30～17：00)。 

     第三場／特種上光及局部雷射轉印之設計應用(6 月 4 日星期六下午 14：00～17：00)。 
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